










オージェ電子分光装置による 
ランプ材料の不良解析 

X線マイクロアナライザーによる材料分析 

電界放出型走査電子顕微鏡による 
材料表面研究 

光電子分光分析装置による元素分析 

希ガス蛍光ランプのエージングテスト 

ハロゲンランプの封体蒸着加工 ハロゲンランプの封止工程 

超高圧紫外線ランプの封止工程 





凝集沈殿装置 

排出水の点検 排出水の点検 



（2002年3月31日現在） 

緊急時対応教育訓練風景 

日常点検 

※PRTRとはPollutant Release and Registerの略 



NSHランプは、ウシオがプロジェクター光源
として開発した直流点灯の超高圧水銀ラ
ンプです。プロジェクター用途に求められる
小型、高輝度、フリッカーレスを達成し、モ
バイルタイプから据置タイプまで、幅広い範

囲でのデータプロジェクター用光源として採用いただいています。 

半導体露光、液晶露光、P板露光用の紫
外線ランプとして、高輝度、照度高維持率、
長寿命ランプをシリーズ化し、お客さまの
環境負荷低減に寄与することで好評を得
ています。 

「Min-EB」は世界で初めての、低電圧で「ソ
フト・エレクトロンと呼ばれる低エネルギー
の電子ビームを放射し、これまでにない新し
い電子線の応用と実用化を可能にしました。
また省エネルギー、常温で処理が可能など、

環境にやさしい製品として、その独創性が高く評価されています。 

大出力プロジェクター光源として、新設計
のクセノンランプ、光学系により、従来比
約2倍の高効率を達成。デジタルシネマ
時代の幕を開けました。 

外部電極式希ガス蛍光ランプは、希ガス
の採用によって温度依存性、光量安定性
を高めます。さらに外部電極方式の採用
によって高輝度化、省サイズ化などの優れ
た特長をもっています。 

波長172ｎｍのＶＵＶを効率よく発光し、従
来の低圧紫外線ランプでは不可能だった
化学反応を引き起こすことができるほか、
従来比5倍以上の反応時間の高速化を
実現しました。 



※前年度(2001年)、当事業所は総使用電力量が1,200万Ｋｗｈを超え、エネル
ギー第１種（電気）工場の申請を行い、近畿経産局より同指定をいただきました。 
 

電気　98.9％ 
 

A重油　0.44％ 
 LPG等　0.66％ 
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電力モニターを設置 

インバータ化された工業用循環水ポンプ 
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●物量効果（2002年度） 

●環境保全コスト（2002年度） 

●投資金額（2002年度） 

●経済効果（2002年度） 





1997年10月　 
ISO14001認証取得 播磨事業所 

1993年5月　 
ISO9001認証取得 播磨事業所 

2003年1月　 
ISO14001認証取得 ウシオライティング 

1999年7月　 
ISO9001認証取得 横浜事業所 

BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH 

Christie Digital Systems  
Canada, Inc. 

Ushio Taiwan, Inc. 

Taiwan Ushio Lighting, Inc. 

Ushio Hong Kong Ltd. 

Ushio Philippines, Inc.
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